1. Polimerinių medžiagų (EPS) paviršiaus apsaugos, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas, būdas, apimantis EPS paviršių aktyvavimą plazmoje ir po to sekantį nanokristalinių oksido pagrindo dangų užnešimą ant aktyvuotų paviršių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

(a) prieš užnešimą EPS paviršių aktyvuoja RF arba 2-20 kHz dažnio impulsinio DC arba DC maitinimo šaltinio generuotoje žematemperatūrinėje (Tjonų ≤ 105 K) plazmoje, 20-60 sekundžių aktyvacijos trukmės metu palaikant 2-9×10-2 mbar slėgį ir sudarant 3-8 cm atstumą tarp bandinio ir plazmą generuojančio elektrodo, kurio plotui tenkanti galia ‒ 0,2-1 W/cm2; 

(b) užneša ištisines oksido pagrindo (SiO2 ar TiO2 ar SiO2/TiO2) dangas ne ant atskirų EPS sudarančių granulių, kurios vėliau sulydomos, bet ant jau sulydyto išpūsto polistireno arba vieno iš jo kopolimerų granulių plokštės paviršiaus;

(c) užnešimui naudoja magnetroninio garinimo metodą reaktyvioje Ar:O2 aplinkoje, esant Ar:O2 dujų mišinio santykiui 70±10:30±10, magnetronų maitinimui naudoja DC arba impulsinį DC arba RF šaltinius, palaikant magnetrono darbinio paviršiaus plotui tenkančią maitinimo galią tarp 1-3 W/cm2;

(d) panaudojant reaktyviojo magnetroninio garinimo metodus ‒ DC, impulsinį DC, RF, ant EPS paviršiaus suformuoja hidrofobines nanokristalines oksidų dangas, pagerinančias EPS atsparumą tiesioginiam liepsnos poveikiui ir turinčias savaiminio nusivalymo savybių; 

(e) panaudojant metalų/puslaidininkių klasterių oksidacijos deguonies plazmoje procesus, garinimo pabaigoje visiškai nutraukia deguonies padavimą ir dar garina metalines/puslaidininkines dangas 5 s, po to išjungia magnetroną, nutraukia Ar padavimą, paduoda deguonį ir inicijuoja RF žematemperatūrinę (Tjonų ≤ 105 K) plazmą deguonies aplinkoje 10-30 min., tokiu būdu visiškai oksiduojant gautos dangos paviršiniame sluoksnyje esančius metalų ar puslaidininkių klasterius ir gaunant hidrofilines dangas.
